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１．概要（Summary） 

フォトリソグラフィー工程を用いた微細光学素子の開発

を目的として、京都大学ナノハブテクノロジー拠点の設備

を利用し、ガラス基板上に微細加工を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ウエハスピン洗浄装置 

厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置 

高速マスクレス露光装置 

レジスト現像装置 

 

【実験方法】 

ガラス基板を洗浄後、HMDS 処理により表面を疎水化

した後、スピンコータでネガ型レジストを塗布。今回、大面

積露光を必要としたため、マスクレス露光装置（D-light 

DL-1000GS/KCH）を用いて露光を実施。露光データの

準備には BEAMER を用いた。このとき、ダイシングマー

クを別レイヤにて追記した。 

レジスト現像装置により現像後、残留レジスト除去を目

的として O2 アッシングを実施した。これにより、成膜後の

剥離を防止することが期待される。最後に光学顕微鏡を

用いてレジストパターンの確認を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 マスクレス露光装置を用いてガラス基板上に 10 m以

下の微細構造をもつレジストパターンの作製に成功した。

Fig.1 に示す通 り、概ね良好なレジスト膜を形成できた

が、露光するパターンの密度より露光量にムラが生じるた

め、そのあたりの最適化も検討していきたい。 

 

Figure 1. Optical microscopic images of negative-

type resist pattern on a glass substrate. 

  

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 


